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摘要(译)

本发明提供了基于超光谱成像的方法，其能够有效，有效和非侵入性地
检测和表征组织中的热和电离辐射暴露。该方法允许完全可视化和定量
热烧伤或电离辐射受影响的皮肤中的氧合和灌注变化，并能够快速鉴定
暴露于这种暴露的个体，并允许早期预测暴露后正常组织的损伤程度。
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